Homogenita optickych parametri multivrstev
pripravenych magnetronovym naprasovanim

Spektroskopicka elipsometrie je v dnesni dobé hojné vyuzivanou technikou pro
nedestruktivni studium optickych parametri materidlu jako jsou index lomu a extinkéni
koeficient. Pomoci této metody je mozné zjistit tloustku jednotlivych tenkych vrstev
v multivrstevnatém materidlu. Takové materidly pfipravujeme pomoci tzv.
magnetronového naprasovani, kde mtizeme rdst vrstvy s tloustkou v fadech jednotek
nanometrll az mikrometrd v kruhové ploSe s polomérem az dva palce. Mezi
pripravované materialy patfi napr. platina-kobalt-hlinik (Pt/Co/Al) a podobné, které
maji vyuZiti ve spintronice jako magnetickd tunelovaci hradla. Cim véti je ale plocha
pripraveného materialu, tim vice se mdze lisit jeho tloustka mezi sttedem a okrajem
substratu.

Student se v ramci projektu nauéi zaklady rlstu tenkych vrstev a zaklady
spektroskopické elipsometrie, kde pfipravi tenké vrstvy rliznych materiald a nasledné
je bude charakterizovat pomoci elipsometrie a pripadné i pomoci mikroskopie
atomarnich sil. Cilem je zjistit optické parametry danych materiald v tenkych vrstvach
a urcit homogenitu rdstu v ramci plochy dané uspofadanim v magnetronu.
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Vlevo: schématické usporadani mereni eljpsometrie. Vpravo: magnetronovy
naprasovaci systém.
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